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1. 摘要 

  主要探討矽基材發光材料－多孔矽超

晶格，在電鍍法的精進研究。本研究是在

不同電鍍實驗參數下，採用即時電鍍的方

式，於蝕刻後加入電鍍液直接進行電鍍，

並觀察其在不同電鍍參數下之 IV 曲線變

化，包括電鍍時間與電鍍電流大小之研究。

其研究結果將有助於多孔矽超晶格的金屬

接觸介面改善的提升。 

 

關鍵字：多孔矽、超晶格、電化學蝕刻、

Ｎ型矽晶圓、即時電鍍 

 

2. 簡介 

  矽(Silicon)是近代半導體工業中最為

廣泛使用的主要原料，隨著科技不斷地進

步，與矽相關之特性研究與製程技術，已

發展至一定程度與水準，但就單晶矽而言，

由於其為非直接能矽，且其能隙為 1.12eV，

使得單晶矽的發光效率並不理想，僅能發

出不可見之紅外光，因此無法普遍地被應

用。 

  直到 1956 年，在美國貝爾實驗室

的 Uhlir 以氫氟酸溶液對矽晶片進行電解

拋光(electroploishing)研究時[1]，發現其表

面形成一層黑色薄膜，也就是現在所謂的

「多孔矽(Porous Silicon,PS)」。1984 年，

Pickering 提出[2]：在室溫下，多孔矽具有

光致發光的現象，且其激發光的波長和強

度會隨著實驗時間、定電流密度以及實驗

溶液濃度的不同而有所改變，不過當時並

沒有理論解釋此現象。一直到 1990 年，

Chaham 等人[3]發現多孔矽具有光致發光

[4]與電激發光[5]之特性，他們利用電化學

蝕刻的方式，得到近似於量子線的微細結

構，且在室溫下，以藍色跟綠色之雷射光

照射多孔矽，其激發出可見波段之橘紅光，

因此他們以量子侷限模型[6]-[9]來解釋這

樣的現象。 

在 1991 年，Axel Richter 利用多孔矽的

電激發光特性[10]，成功研製出多孔矽發

光二極體，使多孔矽突破直接能隙無法發

光之缺點。此外，最近有學者提出「超晶

格(Superlattice)」的概念[11]-[12]，使電子

可以有更好的量子侷限更可以有良好的發

光特性。但，由於多孔矽與金屬介面不容

易製作良好，本研究特就電鍍方法進行更

深入的研究與改善。 
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3. 專題進行方式 

  主要是以開會討論之形式進行，本

研究之專題生每個禮拜都會與老師開

會討論當前研究之進度、實驗參數設計

或是實驗進行碰到的困難等等，至於人

員配置與職責部份，由本人全權負責與

執行。 

  時程規劃的部份，專題(一)期間主

要是閱讀大量國內國外之相關研究論

文為主，其次是實驗方向評估與實驗參

數設計，也在這段期間內與指導老師進

行多次理論方面的研討與探究；專題

(二)期間則主要是實驗的進行，將實驗

結果與指導老師做討論，且已將研究成

果寫成論文，並以國立臺北大學電機工

程學系之名義投稿至健行科技大學所

舉辦之 2016 光電與智慧電子研討會，

論文已審核通過，且榮獲最佳論文獎。 

  本次研究主要的困難在於我對於

實驗室設備操作的不熟悉，也因此間接

造成我測量成果時之偏誤，所幸後來經

過老師 MSIC 實驗室裡諸位前輩的指

點，再加上我與設備廠商進行聯繫，取

得說明書跟套裝軟體，使得後續實驗之

測量方面不再有太大的阻礙而得以順

利進行。 

  以下為本實驗製作之蝕刻槽介紹。

圖一為本實驗用來進行電化學蝕刻之

垂直式器具－主要以鐵氟龍之耐酸材

料製成，以導線將恆電位儀連接至陽極、

陰極，陽極連接至底部之純銅片(圖一

C)，陰極則連接至白金線圈(圖一 A)，

並將其置入氫氟酸水溶，使之與矽晶片

保持固定距離以進行蝕刻作業，此外，

於矽晶圓上放置 O-ring 之橡膠環(圖一

B)以確保蝕刻液不外漏，矽晶圓則置於

橡膠環(圖一 B)跟純銅片(圖一 C)之間

進行蝕刻。 

 

圖一：鐵氟龍蝕刻槽裝置示意圖 

 至於實驗參數設計的部份，本研究採

用即時電鍍技術進行──前半段(蝕刻)以

HF：C2H5OH = 1：5 之溶液比為蝕刻液，

在定電流為 0.005A/cm
2下進行蝕刻，並於

蝕刻過程中以波長為 365nm 之紫外光進

行週期性(ON-OFF/15sec)照射，藉此產生

多孔矽超晶格之結構；完成蝕刻後，進行

後半段(電鍍)，不汰換使用過的蝕刻液，

加進 5ml 硫酸銅水溶液(2.5%)作為電鍍液，

以電鍍金屬銅(Cu)為目的進行電鍍，將陽

極改以外加金屬銅片並將其放入蝕刻液中，

陰極改接至蝕刻槽之純銅片(圖一 C)，分

別於定電流 0.005A/cm
2、0.01 A/cm

2、0.02 

A/cm
2和電鍍時間 1 分鐘、3 分鐘、5 分鐘

下進行電鍍。 

本研究主要固定前半段(蝕刻)之實驗

參數，藉由控制後半部(電鍍)之定電流和

電鍍時間，以觀察電鍍電流密度與電鍍時

間長短對多孔矽超晶格 IV 曲線之影響。 

 

4. 主要成果與評估 

 蝕刻過程之電壓周期性變化 

  蝕刻過程中，由圖二多孔矽超晶格(蝕

刻溶液比 HF：C2H5OH = 1：5、蝕刻定電

流 0.005 A/cm
2、蝕刻時間 5 分鐘)之電壓-

時間曲線圖可以發現：蝕刻電壓會隨著紫

外光的開關而產生週期性變化(在忽略前

30 秒之情況下)，當照射紫外光時，電壓
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下降；在沒有照射紫外光時，電壓上升，

且電壓有隨著時間而呈現緩慢遞減之趨

勢。 

 
圖二：多孔矽超晶格(蝕刻過程中)V-t 圖 

 不同電鍍時間下之外觀比較 

  針對實驗結果外觀來比較，以電鍍

電流 0.02 A/cm
2、電鍍時間 1 分鐘、3 分

鐘、5 分鐘，共 3 組數據來作觀察，如表

1-1 所示。 

表 1-1 同電流在不同電鍍時間下之比較 

晶片 C1 C2 C3 

電流 0.02 

A/cm
2
 

0.02 

A/cm
2
 

0.02 

A/cm
2
 

時間 1 min 3 min 5 min 

晶片

外觀 

   

  從表 1-1 中，可以觀察出其電鍍外觀

會隨著電鍍時間的長短而有顏色深淺之差

異──電鍍時間越短，其電鍍外觀顏色越

淺(淡)；電鍍時間越長，其顏色越深。故

可推論：當電鍍的時間越長，則電鍍上多

孔矽之表面的金屬銅(Cu)量越多，故顏色

會越深；反之，電鍍的時間短，則電鍍上

之金屬銅量相對較小，故外觀顏色較淡。 

 電鍍後 24 小時前後之外觀比較 

  表1-2為表1-1之多孔矽晶片放置 24

小時後之外觀比較，從表 1-2 中可以明顯

觀察出其外觀差異，比起剛電鍍後的粉

色，靜置 24 小時後的多孔矽晶片都已經

轉變成深色，仔細觀察也可以看出其內

部結構並不單純，其內部摻雜著一條一條

淡藍色之線狀物體，推測其為金屬銅之

氧化物──氧化銅(CuO)填補多孔矽的

孔洞結構[13]， 故構成淡藍色線狀物，

並推測藍色線狀為孔洞較深處，因此累

積較多的氧化銅，至於周遭則因為孔洞

較淺，故氧化銅累積量較少，故維持原

多孔矽超晶格結構之深色。 

表 1-2 電鍍後 24 小時前後之外觀比較 

 Before 24 hrs After 24 hrs 

 

C1 

  

 

C2 

  

 

C3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV 365nm 

With UV 

 

Without UV 
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 不同電鍍時間下之 IV 曲線變化 

  由表 1-3 所示，在蝕刻參數相同、電

鍍定電流皆為 0.005 A/cm
2，電鍍時間分

別為 1、3、5 分鐘之晶片 A1、A2、A3

進行 IV 曲線測量。 

表 1-3 相同電鍍電流、不同電鍍時間之 IV 曲線比較 

A1 

 

 

 

1 

min 

A2 

 

 

 

3 

min 

A3 

 

 

 

5 

min 

從表 1-3中可以觀察出在電壓為 10V的

範圍內，A1 的電流最小，A2 次之，A3

最大，故由此可推論：在電鍍定電流為

0.005 A/cm
2時，電鍍時間越長，其測量出

的電流會越大，換言之，也就是電阻會越

小，推測此現象很有可能是由於電鍍的時

間越長，多孔矽上的電鍍金屬銅(Cu)量越

多，因此有效地降低其測量時之表面阻抗，

導致其電阻變小。此外，從 A1 跟 A3 都可

以發現有負電阻的存在，其中，A3 的負電

阻現象相當明顯，紅線部分為其在波峰之

電流大小，藍線則為其在波谷之電流大小，

藉此計算出其波峰波谷電流比值

(Peak-to-Valley Current Ratio,PVCR)為

1.94，該晶片具有開發成負電阻之可能。 

5. 結語與展望 

由圖二可以明顯觀察出蝕刻過程中電

壓受紫外光照射之週期性變化，使受紫外

光與不受紫外光照射下之蝕刻產生差異，

因此構成超晶格。此外，表 1-3 中 A3 之

IV 曲線出現負電阻，顯示其具有負電阻相

關開發之潛力。 
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